Solution for researching

Suporte De Cesto De Limpeza De Laboratorio Em Ptfe
Personalizado - Porta Wafer Resistente A Acidos E Bases De
Alta Pureza, Sem Contaminacao De Baixo Ruido De Fundo Para

Banhos Quimicos
Numero do item: PL-CP268

introducao

Descubra suportes de cesto de limpeza em
PTFE personalizados de alta pureza
desenvolvidos para semicondutores e andlise
de tracos. Esses suportes resistentes a acidos
garantem lixiviacao zero e niveis de fundo ultra-
baixos, fornecendo desempenho confidvel nos
ambientes quimicos mais exigentes para
processos de limpeza laboratorial de precisao.

Saiba mais

Fixacéo segura de wafers de silicio durante processos de limpeza RCA ou Evita contaminagdo metalica e garante exposi¢do

Limpeza de Wafer de Semicondutor . X . L. )
corrosao com HF em ambientes de sala limpa. quimica uniforme.

Limpeza e lixiviagao de vidrarias usadas para preparagdo de amostras ICP-OES e Elimina interferéncia de fundo do préprio material do

Andlise de Metais Trago L. i .
ICP-MS para atingir pureza no nivel de ppt. recipiente.

Manuseio de materiais de anodo e catodo durante fases de imersdo em eletrélito  Resisténcia a solventes organicos agressivos e sais

Pesquisa em Baterias - "
ol ou tratamento quimico. de litio.

I N Transporte de frascos de vidro ou componentes de preciséo através de ciclos de Mantém a pureza e evita a adsorgéo superficial de
Esterilizagcdo Farmacéutica

esterilizagdo de alta temperatura ou quimicamente agressivos. ingredientes ativos.
Desengorduramento de Fixacdo de pegas de liga usinadas com precisdo durante ciclos de limpeza Durabilidade a longo prazo em reagentes de limpeza
Componentes Aeroespaciais profunda em desengordurantes quimicos agressivos. de forga industrial.
L. . Suporte a substratos fotovoltaicos durante processamento quimico imido e Resisténcia a altas temperaturas e compatibilidade
Fabricacdo de Células Solares . e )
etapas de texturizagdo. quimica com agentes corrosivos.

. L, . Digestéo e limpeza de amostras minerais usando acido hidrofludrico concentrado  Manuseio seguro em ambientes acidos perigosos sem
Preparagdo de Amostras Geolégicas

para determinacgdo elementar. degradacao do recipiente.

Propriedades do Material Material de Construg&o Principal PTFE (Politetrafluoroetileno) Virgem de Alta Pureza
Fundo de Elementos Trago Ultra-Baixo (Adequado para andlise no nivel de PPT)
Resisténcia Quimica Universal (Exceto metais alcalinos fundidos/fluor)
Absorcdo de Agua <0,01%

s = = X - Totalmente Personalizdvel de acordo com as
Dimensoées Fisicas Configuragao e o .
Especificagdes do Cliente
Projetos sob medida para wafers de 2", 4", 6", 8", 12"
Opgdes de Tamanho ! K A p
ou vidrarias personalizadas
Algas integradas opcionais, bragos extensiveis ou

Recursos de Manuseio
tampas com trava
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el Beneficio Principal

Categoria de Especificacdao Detalhes do Parametro para PL-CP268 Valores / Capacidades

Limites Térmicos Temperatura Mdxima de Operagdo 260°C (500°F)
Temperatura Minima de Operagao -200°C (-328°F)

Detalhes de Fabricacao Método de Fabricacéo Usinagem CNC de Alta Preciséo
Rugosidade Superficial Ra 0,4 - 0,8 pm (Padr&o) / Opgdes polidas disponiveis
Referéncia do Nimero do Item PL-CP268
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